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DESCRIPCION
Dispositivo de limpieza de lona, método de limpieza de lona y mecanismo de limpieza de lona
Campo técnico

La presente invencion se refiere a un dispositivo de limpieza de lona, un método de limpieza de lona y un mecanismo de
limpieza de lona y, mas especificamente, se refiere a un dispositivo de limpieza de lona para limpiar una lona de una
maquina de papel en tanto que se transporta la lona, un método de limpieza de lona que utiliza un dispositivo de limpieza
de lona y un mecanismo de limpieza de lona proporcionado con un dispositivo de limpieza de lona.

Antecedentes

Una maquina de papel para producir papel se proporciona con una parte de alambre que monta un liquido generalmente
formado por la dispersion de pulpa en agua en una red (alambre) para su uso en la formacion de papel y permite que el
exceso de agua caiga de forma natural para hacer papel himedo, una parte de prensa que permite que el papel humedo
pase entre un par de rodillos de prensa y al presionarlo con los rodillos de prensa con fieltro interpuesto entre ellos para
que la humedad en el papel humedo se transfiera al fieltro, deshidratando asi el papel humedo, una parte de secador que
seca el papel humedo que ha pasado a través de los rodillos de prensa al hacerlo en contacto con un rodillo de secador
calentado con una lona interpuesta entre ellos para formarse en papel y una parte de rollo que toma el papel en una varilla
denominada carrete.

En la parte de secador, al transportar el papel himedo de una manera tal que se enrolla alrededor de la superficie de
cada uno de una pluralidad de rodillos de secador calentados, se seca el papel humedo correspondiente. En este
momento, se utiliza una llamada lona para presionar el papel hUumedo sobre la superficie del rodillo de secador desde el
exterior del mismo. Es decir, entre los rodillos de secador, la lona se transporta junto con el papel humedo, en tanto que
hace en contacto con el papel humedo.

En este caso, dado que la lona hace en contacto con el papel himedo como se describié anteriormente, su superficie
puede estar contaminada debido a que el polvo de papel o similares contenidos en el papel himedo se transfieren a la
misma. Ademas, en el caso cuando la lona en el estado contaminado se utilice continuamente, las manchas en la lona se
transfieren indeseablemente al papel humedo siguiente, causando un deterioro grave en el rendimiento de produccion del

papel.
Por esta razoén, se ha desarrollado un dispositivo de limpieza para la limpieza de la lona.

Por ejemplo, se ha conocido un dispositivo de limpieza de lona en el que se proporciona un medio de suministro para
suministrar directamente un agente preventivo de manchas en la superficie de contacto de la lona con la que hace contacto
el papel humedo, un medio de rociamiento de agua a alta presién para rociar agua a alta presién que tiene una presion
de 10 MPa o mas en la superficie de contacto de la lona en la que se ha suministrado el agente preventivo de manchas
mediante el medio de suministro y un medio de succién para succionar la vecindad de una porcién con la que el agua a
alta presion colisiona en la superficie de contacto de la lona (por ejemplo, ver Literatura de Patente 1).

Ademas, se ha conocido un secador en una maquina de papel en el que se instala un dispositivo de raspado para raspar
sustancias adheridas en la superficie de lona, que se ubica en una lona de lado de retorno ubicada sobre una lona de
lado de portador, un dispositivo de rociamiento de agua a presién para rociar agua a presion en toda la direccion de ancho
de la lona de lado de retorno, que se ubica en el lado frontal en la direccion de movimiento desde el dispositivo de raspado
hasta la lona de lado de retorno, un dispositivo de rociamiento de agente separador para rociar un agente separador
soluble en agua en toda la direcciéon de ancho de la lona de lado de retorno, que se ubica en el lado frontal en la direccidn
de movimiento desde el dispositivo de rociamiento de agua a presion hasta la lona de lado de retorno (por ejemplo, ver
Literatura de Patente 2).

La literatura de patente 3 divulga un dispositivo de limpieza de lona de acuerdo con el predmbulo de la reivindicacién 1.
Lista de citas

Literatura de patente

PTL 1: Solicitud de patente japonesa abierta a inspeccién publica num. 2008-7897

PTL 2: Patente Japonesa num. 4918024

PTL 3: DE 197 02 791 A1

Breve descripcién de la invencion

Problema técnico
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Sin embargo, en el dispositivo de limpieza de lona divulgado en la PTL 1 mencionada anteriormente, se instalan los medios
de suministro para suministrar un agente preventivo de manchas y los medios de rociamiento de agua a alta presion; sin
embargo, los dos medios son medios separados y dado que estos se encuentran a una distancia fija separada entre si,
las manchas se pueden re-adherir cuando se transportan entre los mismos. Es decir, incluso si las manchas tales como
brea, polvo de papel o similares se separan de la lona mediante el medio de rociamiento de agua a alta presion, las
manchas, tal como brea, polvo de papel o similares, se solidifican porque la lona se calienta y se seca por el secador
durante el transporte, y se pueden re-adherir a la lona. Ademas, se puede proponer un método en el que los medios de
suministro y los medios de rociamiento de agua a alta presion se acercan entre si; sin embargo, dado que los dos medios
son dispositivos sustancialmente grandes, es dificil acercar los dos medios entre si también desde el punto de vista de
disefiar toda la parte de secado.

En el secador divulgado en la PTL 2 mencionada anteriormente, se instalan el dispositivo de rociamiento de agua a presion
y el dispositivo de rociamiento de agente separador; sin embargo, dado que las manchas, tales como brea, polvo de papel
o similares se pueden re-adherir a la lona al momento de transportarse entre los dos dispositivos de la misma manera
como se describi6 anteriormente, también es dificil acercar los dos dispositivos entre si.

Ademas, no se puede decir que ninguno de los dispositivos de limpieza de lona de la PTL1 mencionada anteriormente y
el secador de la PTL2 mencionada anteriormente tenga una excelente eficiencia de limpieza.

En vista de las circunstancias antemencionadas, se ha disefiado la presente invencion, y su objeto es proporcionar un
dispositivo de limpieza de lona capaz de evitar la re-adhesion de manchas en la medida de lo posible y también limpiar
una lona de manera eficiente, un método de limpieza de lona que utiliza el dispositivo de limpieza de lona y un mecanismo
de limpieza de lona proporcionado con el dispositivo de limpieza de lona.

Solucidn a los problemas

Los inventores, etc. de la presente invencidén han estudiado extensamente para resolver los problemas mencionados
anteriormente, y han encontrado que al proporcionar una configuraciéon en la que una parte de cono que se une a una
parte de base y tiene un dispositivo de rociamiento de agua a alta presion instalado en la mismo y un dispositivo de
boquilla que se une con una parte de brazo formada en la parte de base que se extiende desde la misma interpuesta entre
los mismos, se disponen a lo largo de la direccién de transporte de forma recta, con la parte de base que se hace deslizable
a lo largo de una parte de riel, se pueden resolver los problemas mencionados anteriormente, de modo que se complete
la presente invencion.

La invencion es como se define en las reivindicaciones independientes 1y 6 y las realizaciones preferidas se establecen
en las reivindicaciones dependientes.

La presente invencion, que se refiere a (1) un dispositivo de limpieza de lona para limpiar una lona de una maquina de
papel en tanto que se transporta la lona, se proporciona con una parte de base que se puede deslizar a lo largo de una
parte de riel que se extiende en la direccién de ancho de la lona, una parte de cono que se une a la parte de base para
extenderse de forma recta, un dispositivo de rociamiento de agua a alta presioén para rociar agua a alta presion en la lona
formada dentro de la parte de cono, una parte de brazo que se forma para extenderse en un lado corriente abajo de la
parte de base, y un dispositivo de boquilla que se une a la punta de la parte de brazo y se utiliza para rociar solucion
quimica en la lona, y el dispositivo de limpieza de lona se caracteriza por que la parte de cono y el dispositivo de boquilla
se disponen de forma recta a lo largo de la direccion de transporte, y el dispositivo de boquilla se coloca en el lado corriente
abajo de la parte de cono y dentro de la parte de cono, de modo que el agua a alta presién se rocia en el lona del
dispositivo de rociamiento de agua a alta presion.

La presente invencioén se refiere al dispositivo de limpieza de lona divulgado en el punto (1) mencionado anteriormente,
en el que (2) la parte de cono se instala en una posicion opuesta a un rodillo guia para guiar la lona, con la lona que se
interpone entre los mismos, y la distancia desde una parte de contacto en la que la lona se libera del rodillo guia a una
posicion en la que el dispositivo de boquilla rocia solucién quimica sobre la lona se establece a 200 a 1000 mm.

La presente invencion se refiere al dispositivo de limpieza de lona divulgado en los puntos (1) o (2) mencionados
anteriormente, en el que (3) el dispositivo de boquilla se proporciona con una parte de boquilla de solucién quimica para
rociar una solucién quimica y un par de partes de boquilla de aire para rociar una solucidon quimica formada para intercalar
la parte de boquilla de solucién quimica, y la parte de boquilla de solucién quimica y el par de partes de boquilla de aire
se disponen de forma recta a lo largo de la direccion de transporte.

La presente invencién se refiere al dispositivo de limpieza de lona divulgado en cualquiera de los puntos (1) a (3)
mencionados anteriormente, en el que (4) la solucién quimica es una composicion de agente preventivo de manchas que
incluye al menos un tipo seleccionado del grupo que consiste en aceite de silicona modificado con amino, aceite de silicona
modificado con epoxi, aceite de silicona modificado con poliéter, polibuteno, aceite vegetal y aceite de éster sintético, y la
solucién quimica tiene un valor absoluto de potencial zeta en un intervalo de 3 a 100 mV.

La presente invencion se refiere al dispositivo de limpieza de lona divulgado en cualquiera de los (1) a (4) mencionados
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anteriormente, que ademas se proporciona con (5) un dispositivo generador de presidn negativa para establecer el interior
de la parte de cono a una presion negativa, y dentro de la parte de cono, se rocia agua a alta presion desde el dispositivo
de rociamiento de agua a alta presion en la lona, con el agua a alta presion que se aspira por el dispositivo generador de
presion negativa.

La presente invencion se refiere al dispositivo de limpieza de lona divulgado en cualquiera de los puntos (1) a (4)
mencionados anteriormente, que se proporciona ademas con (6) una parte de brazo auxiliar unida a la parte de base, la
parte de brazo o la parte de cono y una cuchilla de aire para soplar aire a la lona unida a la punta de la parte de brazo
auxiliar, y la parte de cono, la cuchilla de aire y el dispositivo de boquilla se disponen de forma recta a lo largo de la
direccion de transporte, con la cuchilla de aire que se encuentra entre la parte de cono y el dispositivo de boquilla.

La presente invencion se refiere al dispositivo de limpieza de lona divulgado en cualquiera de los puntos (1) a (4)
mencionados anteriormente, que se proporciona ademas con (7) una parte de brazo auxiliar unida a la parte de base, la
parte de brazo o la parte de cono, una cuchilla de aire para soplar aire a la lona unida a la punta de la parte de brazo
auxiliar y un dispositivo generador de presion negativa para establecer el interior de la parte de cono a una presién
negativa, y la parte de cono, la cuchilla de aire y el dispositivo de boquilla se disponen de forma recta a lo largo de la
direccion de transporte, con la cuchilla de aire situada entre la parte de cono y el dispositivo de boquilla, y se sopla agua
a alta presion a la lona desde el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion dentro de la parte de cono, y el agua a
alta presion es aspirada por el dispositivo generador de presion negativa.

La presente invencion se refiere al dispositivo de limpieza de lona divulgado en los puntos (6) o (7) mencionados
anteriormente, en el que (8) la parte de cono tiene un didmetro Wd en la direccion de ancho en una seccion transversal
perpendicular a la direccién longitudinal que se establece a 0,04 a 0,5 m y el dispositivo de boquilla tiene un ancho de
rociamiento de solucion quimica Wc en la lona de la soluciéon quimica que se rocia instantaneamente a partir de la misma,
y se establece a 0,015 a 0,2 m, con un diametro Wd y un ancho de rociamiento de solucion quimica Wc que satisfacen la
siguiente relacion: Wc < Wd.

La presente invencion se refiere a un método de limpieza de lona que utiliza el dispositivo de limpieza de lona divulgado
en los puntos (5) o (7) mencionados anteriormente, en el que (9) suministra la cantidad de agua Qw del agua a alta presién
proporcionada por el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion se establece en un intervalo de 500 a 5000 ml/min,
la cantidad de recuperacion Qa del agua a alta presion por el dispositivo generador de presion negativa se establece en
un intervalo de 200 a 4850 ml/min y la cantidad de aplicacion Qc de la solucién quimica por el dispositivo de boquilla se
establece en un intervalo de 150 a 20.000 mg/min como una cantidad de componente efectivo, y suministra la cantidad
de agua Qw, la cantidad de recuperacion Qa y la cantidad de aplicacion Qc satisfacen la siguiente relacion (Qw - Qa)/Qc
< 25.

La presente invencion se refiere a un método de limpieza de lona que utiliza el dispositivo de limpieza de lona divulgado
en el punto (7) mencionado anteriormente, en el que (10) la cantidad de agua de suministro Qw del agua a alta presién
dada por el dispositivo de rociamiento de agua a alta presién se establece en un intervalo de 500 a 5000 ml/min, la
cantidad de recuperacion Qa del agua a alta presion por el dispositivo generador de presién negativa se establece en un
intervalo de 200 a 4850 ml/min y la cantidad de agua Qn eliminada por la cuchilla de aire se establece en un intervalo de
200 a 1455 ml/min y la cantidad de aplicacion Qc de la solucién quimica por el dispositivo de boquilla se establece en un
intervalo de 150 a 20000 mg/min como una cantidad de componente efectivo, y la cantidad de agua de suministro Qw, la
cantidad de recuperacion Qa, la cantidad de agua eliminada Qn y la cantidad de aplicacion Qc satisfacen las siguientes
relaciones: (Qw - Qa)/Qc <25y (Qw - Qa - Qn)/Qc < 15.

La presente invencion se refiere a un método de limpieza de lona divulgado en los puntos (9) o (10) mencionados
anteriormente, en el que (11) el didmetro Wd en la direccién de ancho en la seccién transversal perpendicular a la direccién
longitudinal de la parte de cono se establece en un intervalo de 0,04 a 0,5 m y el diametro Wd y la distancia W a través
del cual la parte de base se desliza en tanto que la lona hace un giro satisfacen la siguiente relacioén: 0,01 Wd < W < 3Wd.

La presente invencion se refiere a (12) un mecanismo de limpieza de lona proporcionado con el dispositivo de limpieza
de lona descrito en cualquiera de los puntos (1) a (8) mencionados anteriormente y una caja de recuperacion para
recuperar el agua caida de los rodillos guia para guiar la lona, y la caja de recuperacion tiene una forma de caja que se
extiende en la direccion de ancho de la lona, con la superficie superior abierta, y la parte de cono del dispositivo de limpieza
de lona se instala en una posicién opuesta al rodillo guia, con la lona interpuesta entre los mismos, y la caja de
recuperacion se dispone debajo del rodillo guia.

Efectos ventajosos de la invencion

Dado que el dispositivo de limpieza de lona de la presente invencion se proporciona con la parte de cono y el dispositivo
de rociamiento de agua a alta presion instalado dentro de la parte de cono, el dispositivo de rociamiento de agua a alta
presion rocia agua a alta presion a la lona en una regién rodeada por la parte de cono de modo que se pueden extrudir
las manchas, tales como brea, polvo de papel y similares, contenidas en la lona. Por lo tanto, se pueden eliminar las
manchas, tales como brea, polvo de papel y similares, adheridas a la lona.
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En este momento, la parte de cono, que tiene una estructura que se extiende directamente desde la parte de base hacia
abajo, hace posible aspirar manchas y humedad suavemente con alta eficiencia.

Ademas de esto, el dispositivo de limpieza de lona de la presente invencion se proporciona ademas con un dispositivo de
boquilla que se dispone de forma recta en la direccién de transporte en el lado corriente abajo de la parte de cono; por lo
tanto, en la lona de la que se han eliminado las manchas y la humedad mediante el pasaje a través de la parte de cono,
se puede aplicar la solucién quimica. Por lo tanto, los efectos derivados de la solucién quimica se pueden ejercer de
manera suficiente.

En este momento, dado que la distancia entre la parte de cono y el dispositivo de boquilla se puede estrechar lo suficiente,
es posible evitar la re-adhesion de manchas tanto como sea posible.

Ademas, en el dispositivo de limpieza de lona, al permitir que la parte de base a la que se unen la parte de cono y el
dispositivo de boquilla se deslice a lo largo de la parte de riel, el dispositivo de limpieza de lona permite aplicar agua a alta
presion y solucién quimica a la lona en tanto que se mueve. Por lo tanto, se puede limpiar la lona completa, y el dispositivo
de limpieza de lona en si se puede hacer mas compacto.

En el dispositivo de limpieza de lona de la presente invencién, dado que la parte de cono se instala en una posicion
opuesta a los rodillos guia para guiar la lona, con la lona que se interpone entre los mismos, se hace posible evitar que el
agua a alta presion rociada por el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion pase a través de la lona.

Ademas, al establecer la distancia desde la parte de contacto en la que la lona se libera del rodillo guia a la posicion en
la que el dispositivo de boquilla rocia la soluciéon quimica a la lona al intervalo mencionado anteriormente, se hace posible
evitar suficientemente la re-adhesion de manchas.

En el dispositivo de limpieza de lona de la presente invencion, dado que el dispositivo de boquilla se proporciona con la
parte de boquilla de solucién quimica para rociar la soluciéon quimica y las partes de boquilla de aire emparejadas
instaladas de una manera tal que intercalen la parte de boquilla de solucién quimica, y dado que la soluciéon quimica que
se rociara desde la parte de boquilla de solucién quimica se rocia en este estado como para intercalarse entre los flujos
de aire que se soplan desde la parte de boquilla de aire, es posible evitar que la solucién quimica se disperse. Por lo tanto,
la solucién quimica se puede rociar de manera eficiente sobre la lona.

En el dispositivo de limpieza de lona de la presente invencion, en el caso cuando la soluciéon quimica esta hecha de una
composicion de agente preventivo de manchas que incluye al menos un tipo seleccionado del grupo que consiste en
aceite de silicona modificado con amino, aceite de silicona modificado con epoxi, aceite de silicona modificado con poliéter,
polibuteno, aceite vegetal y aceite de éster sintético, es posible suprimir el polvo de papel y brea contenidos en papel
humedo de la adhesién al lona.

En este momento, en el caso cuando la solucién quimica tenga un valor absoluto de potencial zeta en un intervalo de 3 a
100 mV, ya que se permite que la solucion quimica se adhiera facilmente a la lona, puede permanecer una cantidad
suficiente de la solucién quimica en la superficie de la lona.

En el dispositivo de limpieza de lona de la presente invencién, dado que el dispositivo generador de presion negativa para
establecer el interior de la parte de cono a una presion negativa se instala adicionalmente, el dispositivo de rociamiento
de agua a alta presion rocia agua a alta presion a la lona en una regién rodeada por la parte de cono de modo que se
pueden extrudir las manchas, tales como brea, polvo de papel y similares, contenidas en la lona y estas se pueden
succionar por completo por el dispositivo generador de presion negativa. Por lo tanto, la cantidad de agua a alta presién
que permanece en la lona dentro de la parte de cono se puede reducir tanto como sea posible.

En el dispositivo de limpieza de lona de la presente invencién, dado que la cuchilla de aire para su uso en rociamiento de
aire sobre la lona se proporciona adicionalmente, la humedad contenida en la lona se puede soplar suficientemente.

En este caso, la cuchilla de aire se coloca de manera deseable entre la parte de cono y el dispositivo de boquilla para que
se alinee de forma recta. En este caso, dado que la humedad (agua a alta presion) que permanece en la lona se sopla
por la cuchilla de aire, la solucién quimica que se rociara por el dispositivo de boquilla entonces se adhiere mas facilmente
ala lona.

En este momento, al establecer el diametro Wd en la direccién de ancho en una seccién transversal perpendicular a la
direccion longitudinal de la parte de cono y el ancho de rociamiento de soluciéon quimica Wc en la lona de la solucién
quimica que se va a rociar instantaneamente por el dispositivo de boquilla a los intervalos mencionados anteriormente, y
el diametro Wd y el ancho de rociamiento de solucion quimica Wc satisfacen la siguiente relacién: Wc < Wd, la solucién
quimica se puede aplicar a la lona de la que se han eliminado manchas y humedad de manera mas suficiente.

En el método de limpieza de la lona en la presente invencién, al establecer la cantidad de agua de suministro Qw del agua

a alta presion por el dispositivo de rociamiento de agua a alta presién, la cantidad de recuperacion Qa del agua a alta
presion por el dispositivo generador de presion negativa y aplicar la cantidad Qc de la solucion quimica por el dispositivo
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de boquilla a los intervalos mencionados anteriormente, y suministrar la cantidad de agua Qw, la cantidad de recuperacion
Qa y la cantidad de aplicacion Qc satisfacen la siguiente relacion: (Qw - Qa)/Qc < 25, los efectos derivados de la solucién
quimica se pueden ejercer de manera suficiente.

Ademas, ademas de esto, al permitir que la cantidad de agua de suministro Qw, la cantidad de recuperaciéon Qa, la
cantidad de agua eliminada Qn y la cantidad de aplicacion Qc satisfagan la siguiente relacion: (Qw - Qa - Qn)/Qc =< 15,
los efectos derivados de la solucion quimica se pueden ejercer de manera suficiente.

Ademas, en el método de limpieza de lona de la presente invencion, al establecer el diametro Wd en la direccién de ancho
en la seccion transversal perpendicular a la direccion longitudinal de la parte de cono al intervalo mencionado
anteriormente, y el diametro Wd y la distancia W a través de la cual la parte de base se desliza en tanto que la lona hace
un giro satisfacen la siguiente relacion: 0,01 Wd < W < 3Wd, se permite que la parte de cono se deslice de manera que
no cause un espacio con respecto a la lona. Es decir, el proceso de rociamiento de agua a alta presion por el dispositivo
de rociamiento de agua a alta presion y el proceso de succion por el dispositivo generador de presion negativa se pueden
ejercer de manera uniforme en toda la lona.

En el mecanismo de limpieza de lona de la presente invencién, dado que se instala el dispositivo de limpieza de lona, se
pueden ejercer los efectos mencionados anteriormente, y dado que se instala la caja de recuperacion, se puede evitar
que el agua que cae de los rodillos guia se adhiera al papel humedo y otras porciones.

Breve descripcién de los dibujos

La figura 1 es una vista esquematica que muestra una parte de secado en la que se instala un dispositivo de limpieza de
lona relacionado con la presente invencion.

La figura 2 es una vista frontal que muestra el dispositivo de limpieza de lona relacionado con la presente realizacion.

La figura 3 es una vista lateral que muestra el dispositivo de limpieza de lona relacionado con la presente realizacion.

La figura 4 es una vista inferior que muestra el dispositivo de limpieza de lona visto desde el lado de lona de acuerdo con
la presente realizacion.

La figura 5 es una vista en perspectiva transparente que muestra una parte de cono en el dispositivo de limpieza de lona
de acuerdo con la presente realizacion.

La figura 6(a) es una vista en perspectiva que muestra un dispositivo de rociamiento de agua a alta presién en el dispositivo
de limpieza de lona de acuerdo con la presente realizacion, y la figura 6(b) es una vista en seccién transversal tomada
longitudinalmente a lo largo de la direcciéon longitudinal del dispositivo de rociamiento de agua a alta presion.

La figura 7 es una vista de despiece de una cuchilla de aire tomada en la direccion superficial de la cuchilla de aire en el
dispositivo de limpieza de lona de acuerdo con la presente realizacion.

La figura 8(a) es una vista lateral que muestra un dispositivo de boquilla del dispositivo de limpieza de lona de acuerdo
con la presente realizacion, la figura 8(b) es una vista superior de la figura 8(a) y la figura 8(c) es una vista transversal
tomada a lo largo de la linea X-X de la figura 8(a).

La figura 9(a) y la figura 9(b) son vistas de desarrollo correspondientes a un giro de una lona que explican la relacién entre
el diametro en la direccion de ancho de la parte de cono y la distancia a través de la cual el dispositivo de limpieza de lona
se desliza en el dispositivo de limpieza de lona de acuerdo con la presente realizacion.

Descripcion de las realizaciones

Con referencia a las figuras a pedido, la siguiente descripcion explicara una realizacion preferible de la presente invencion
en detalle. Ademas, en las figuras, los mismos componentes se indican por los mismos numeros de referencia, y se
omitiran explicaciones superpuestas. Ademas, las relaciones posicionales, tal como aquellas en direcciones longitudinales
y laterales, se basan en relaciones posicionales indicadas por las figuras, sin que se especifique lo contrario. Ademas, no
se pretende que las relaciones dimensionales de las figuras estén limitadas por las relaciones que se muestran en las
figuras.

El dispositivo de limpieza de lona de acuerdo con la presente invencidon es un dispositivo para limpiar una lona en tanto
que se transporta la lona en una parte de secador en una maquina de papel.

La figura 1 es una vista esquematica que muestra una parte de secado en la que se instala el dispositivo de limpieza de
lona relacionado con la presente invencion.

Como se muestra en la figura 1, una parte de secado DP de la maquina de papel se proporciona con una pluralidad de
rodillos de secador en forma de cilindro (secadores Yankee) D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 y D8 (en lo sucesivo,
denominados "D1 a D8"), que guian el papel himedo X que tanto que lo calientan y secan, una lona K1 en el lado superior
y una lona K2 en el lado inferior que transportan el papel humedo X en tanto que lo presionan los rodillos de secador D1
a D8, los rodillos guia KR para guiar cada una de las lonas K1 y K2, un rodillo de pila separadora B que gira, en tanto que
presiona temporalmente el papel himedo X calentado y secado en el mismo por los rodillos de secador D1 a D8 y un
rodillo de calandrado C que gira en tanto que presiona el papel huimedo X presionado temporalmente por el rodillo de pila
separadora B. Es decir, la parte de secado DP se proporciona con los rodillos de secado D1 a D8, las lonas K1 y K2, el
rodillo de pila separadora B y el rodillo de calandrado C.
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De manera adicional, debajo de los rodillos guia KR, se instala una caja de recuperacion 21 y la caja de recuperacion 21
se describira mas adelante.

En la parte de secado DP, el papel himedo X se presiona sobre las superficies de los rodillos de secador giratorios D1 a
D8 por las lonas K1y K2. Por lo tanto, el papel humedo X se adhiere a los rodillos de secador D1 a D8 y simultaneamente
se calienta y se seca. Adicionalmente, el papel himedo X se presiona luego por el rodillo de pila separadora B y el rodillo
de calandrado C para densificarse, y también tiene su suavidad y espesor de papel ajustado.

En la parte de secado DP, como se describié anteriormente, la lona K1 se transporta junto con el papel humedo X, en
tanto que se presiona el papel himedo X. Ademas, después de que el papel humedo X ha pasado a través del rodillo de
secador D8 en el extremo trasero, se guia adicionalmente al rodillo de secador D2 en el extremo delantero por los rodillos
guia KR para que el papel humedo siguiente X se presiona nuevamente. Es decir, la lona K1 tiene una forma de bucle
guiada por los rodillos guia KR, y se disefia para girar continuamente. Ademas, con respecto a la lona K2 también, se gira
de la misma manera que en la lona K1.

Un dispositivo de limpieza de lona 100 se instala en una posicién en un lado de superficie (por encima de la lona K1
indicada por la figura 1) que se hace en contacto con el papel humedo X de la lona K1 cuando la lona K1 se separa del
papel humedo X y se gira para transportarse, y también se opone a los “rodillos guia KR”. Mas especificamente, la parte
de cono del dispositivo de limpieza de lona 100 se instala en una posicién que se opone a los rodillos guia KR para guiar
la lona K1, con la lona K1 interpuesta entre los mismos.

De esta manera, al colocar el dispositivo de limpieza de lona 100 en una posicién opuesta a los rodillos guia KR, se evita
que el agua a alta presion que se va a rociar mediante un dispositivo de rociamiento de agua a alta presion pase a través
de la lona K1.

En este momento, la longitud de la lona K1 en la direccion de transporte de la lona K1 desde la posicidn de la lona K1 en
la que el dispositivo de limpieza de lona 100 rocia agua a alta presion a la posicion de la lona K1 en la que se comienza
a hacer en contacto con papel se establece preferentemente en 5 m o menos. Con esta disposicién, la probabilidad de
que se adhieran nuevas manchas a la lona se puede reducir extremadamente.

La figura 2 es una vista frontal que muestra el dispositivo de limpieza de lona relacionado con la presente realizacion.

Como se muestra en la figura 2, el dispositivo de limpieza de lona 100 permite que su parte de base se deslice a lo largo
de una parte de riel 1 (en lo sucesivo, denominada "primera parte de riel 1" a demanda) que se extiende en la direccién
de ancho (direccion perpendicular a la direccion de transporte de la lona en la superficie de lona) de la lona (no se muestra).
Es decir, el dispositivo de limpieza de lona 100 se disefia para limpiar la lona transportada, en tanto que se mueve en la
direccion de ancho de la lona. Por lo tanto, es posible limpiar toda la lona.

La parte de riel 1 se une a una parte de viga 10, y la parte de viga 10 tiene sus dos extremos soportados por un armazén
(no mostrado) para no intervenir con el transporte de la lona.

La parte de viga 10 tiene una forma paralelepipeda rectangular hueca, e incluye un tubo (no mostrado) a través del cual
pasa el aire, un tubo (no mostrado) a través del cual pasa el agua y un tubo (no mostrado) a través del cual pasa la
solucidén quimica, instalado en el mismo. Es decir, a través de estos tubos, a un dispositivo de rociamiento de agua a alta
presion, un dispositivo de boquilla, una cuchilla de aire y similares que se describirdn mas adelante, se suministran aire,
agua y solucion quimica correspondiente a estos tubos.

Ademas, el dispositivo de limpieza de lona 100 también se disefia para deslizarse a lo largo de una parte de riel 2 (en lo
sucesivo, denominada "segunda parte de riel 2" bajo demanda) que se une a una parte de guardar todo 20 que se extiende
en la direccion de ancho de la lona. Ademas, estos se describirdn mas adelante en detalle.

La parte de guardar todo 20 se soporta por la parte de viga 10 para no intervenir con el transporte de la lona. Ademas, la
parte de viga 10 y la parte de guardar todo 20 se disponen en paralelo entre si.

La parte de guardar todo 20 tiene una forma paralelepipeda rectangular hueca, y se le permite recuperar la humedad
aspirada por un dispositivo generador de presion negativa que se describira mas adelante. Por lo tanto, el dispositivo de
limpieza de lona 100 también se vuelve superior en la eficiencia de recuperacion de la humedad.

La figura 3 es una vista lateral que muestra el dispositivo de limpieza de lona relacionado con la presente realizacion, la
figura 4 es una vista inferior que muestra el dispositivo de limpieza de lona relacionado con la presente realizacion, visto
desde el lado de lona.

Como se muestra en la figura 3, el dispositivo de limpieza de lona 100 se proporciona con una parte de base 11 unida a

una primera parte de riel 1 en la superficie inferior de la parte de viga 10 y una segunda parte de riel 2 en la cara lateral
de la parte de guardar todo 20 para deslizarse sobre la misma, una parte de cono 13 unida a la parte de base 11, un
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dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a instalado dentro de la parte de cono 13, un dispositivo generador
de presion negativa 13b para establecer el interior de la parte de cono 13 a una presion negativa, una parte de brazo 15
que se extiende al lado corriente abajo de la parte de base 11, un dispositivo de boquilla 16 unido a la punta de la parte
de brazo 15, una parte de brazo auxiliar 17 unida a la parte de cono 13 y una cuchilla de aire 18 unida a la punta de la
parte de brazo auxiliar 17.

De esta manera, en el dispositivo de limpieza de lona 100, al menos la parte de cono 13y el dispositivo de boquilla 16 se
forman integralmente con la parte de base 11 interpuesta entre los mismos; por lo tanto, el dispositivo de limpieza de lona
100 en si se puede hacer mas compacto.

Por lo tanto, incluso cuando la parte de secado DP en su conjunto forma un pequefio espacio desde el punto de vista de
disefio, se puede instalar en el mismo.

Ademas, dado que la distancia entre la parte de cono 13 y el dispositivo de boquilla 16 se puede estrechar de manera
deseable, se puede evitar la re-adhesién de manchas en la lona K1 tanto como sea posible entre la parte de cono 13 y el
dispositivo de boquilla 16.

Como se muestra en la figura 4, en el dispositivo de limpieza de lona 100, la parte de cono 13, la cuchilla de aire 18 y el
dispositivo de boquilla 16 se disponen de forma recta en la direccién de transporte, y la parte de cono 13, la cuchilla de
aire 18 y el dispositivo de boquilla 16 se disponen en este orden desde el lado corriente arriba al lado corriente abajo.

Ademas, en la presente especificacion, el lado corriente arriba significa un lado corriente arriba con respecto a la direccién
en la que se transporta la lona, y el lado corriente abajo significa un lado corriente abajo con respecto a la direccion en la
que se transporta la lona.

Como se muestra en la figura 3 de nuevo, en el dispositivo de limpieza de lona 100, la parte de cono 13 se disefia de
modo que el dispositivo de rociamiento de agua a alta presién 13a rocia agua a alta presion sobre la lona K1 en una region
rodeada por la parte de cono 13 con respecto a la lona K1 de modo que se extruden las manchas (en lo sucesivo,
denominada simplemente "mancha"), tales como brea, polvo de papel y similares contenidas en la lona K1, y estas se
pueden succionar por completo por el dispositivo generador de presion negativa 13b. Por lo tanto, se eliminan las manchas
adheridas a la lona K1. Ademas, dado que el dispositivo de limpieza de lona 100 se mueve en la direccion de ancho de la
lona K1 a lo largo de la primera parte de riel 1 como se describié anteriormente, la eliminacién de manchas se lleva a cabo
posteriormente sobre toda la lona K1.

Cuando la lona K1 de la que se han eliminado las manchas a través de la parte de cono 13 se transporta adicionalmente
hacia el lado corriente abajo, el aire se sopla después a la misma por la cuchilla de aire 18. Por lo tanto, incluso cuando
la parte de cono 13 no elimina suficientemente la humedad, la humedad contenida en la lona K1 se puede soplar
suficientemente.

Cuando lalona K1 de la que se ha eliminado la humedad de manera suficiente mediante la cuchilla de aire 18 se transporta
adicionalmente hacia el lado corriente abajo, el dispositivo de boquilla 16 luego rocia la solucién quimica en esta. Es decir,
en la lona K1 de la que se han eliminado las manchas a través de la parte de cono 13 y se ha eliminado la humedad
mediante la cuchilla de aire 18, se aplica una solucién quimica. Por lo tanto, dado que la solucién quimica se adhiere mas
facilimente a la lona K1, los efectos derivados de la soluciéon quimica se pueden ejercer de manera suficiente.

La lona K1 a la que se ha aplicado la solucién quimica se transporta luego desde el rodillo de secador D2 en el extremo
delantero junto con papel humedo X en tanto que se presiona el papel himedo X, como se muestra en la figura 1. En este
momento, en algunos casos, la humedad contenida en el papel humedo X se transfiere a la lona K1 y también se adhieren
manchas a la misma.

Ademas, desde el rodillo de secador D8 en el extremo trasero, la lona K1 se guia por los rodillos guia KR, y el proceso de
limpieza se lleva a cabo nuevamente por el dispositivo de limpieza de lona 100.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, la parte de base 11 esta constituida por una primera parte de deslizamiento 11a
que se une a la primera parte de riel 1 en la superficie inferior de la parte de viga 10 para deslizarse sobre la misma, una
segunda parte de deslizamiento 11b que se une a la segunda parte de riel 2 en la cara lateral del lado corriente abajo de
la parte de guardar todo 20 para deslizarse sobre la misma y un soporte 11c que acopla la primera parte de deslizamiento
11ay la segunda parte de deslizamiento 11b entre si. Es decir, la parte de base 11 estd compuesta integralmente de la
primera parte de deslizamiento 11a, la segunda parte de deslizamiento 11b y el soporte 11c, y se hace que se mueva de
forma reciproca a lo largo de la direccion longitudinal (direccién de ancho) de la primera parte de riel 1y la segunda parte
de riel 2 que se disponen en paralelo entre si.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, la parte de cono 13 se une a la segunda parte de deslizamiento 11b de la parte
de base 11.

La figura 5 es una vista en perspectiva transparente que muestra la parte de cono en el dispositivo de limpieza de lona
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relacionado con la presente realizacion. Ademas, se omite la descripcion de la lona K1 y los rodillos guia KR.

Como se muestra en la figura 5, la parte de cono 13 formada en una forma de cilindro tiene una estructura que se extiende
de forma recta en una direccién diagonalmente hacia abajo desde la segunda parte de deslizamiento 11b de la parte de
base 11. De esta manera, dado que la parte de cono 13 tiene una forma recta, puede succionar suavemente la humedad
y las manchas. En este caso, cuando la parte de cono 13 tiene una estructura doblada, a veces se acumulan humedad y
manchas en la porcion doblada dentro de la parte de cono.

La parte de cono 13 tiene su lado inferior posicionado en el lado corriente abajo en comparacién con su lado superior, y
se inclina con respecto a la superficie de lona K1 de una manera para extenderse a lo largo de la direccion de transporte
de la lona K1. Por esta razon, las influencias de un flujo de cocorriente que acompafia al transporte de la lona K1 se
pueden reducir tanto como sea posible.

En este momento, el angulo 81 hecho por la direccion de transporte de la lona K1 y la direccion longitudinal de la parte de
cono se establece preferentemente en un intervalo de 30 a 80°. Cuando el dngulo 81 es menor que 30°, se plantea una
desventaja en que la superficie de la lona K1 apenas succiona humedad y manchas en la superficie de la lona K1 en
comparacion con el caso en el que el angulo 81 se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, y cuando el
angulo 61 excede 80°, se plantea una desventaja en que las influencias de un flujo de cocorriente se ejercen facilmente
para hacer que la parte de cono 13 sea inestable en comparacién con el caso en el que el angulo 81 se encuentra dentro
del intervalo mencionado anteriormente.

La parte de cono 13 tiene el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a para rociar agua a alta presion sobre
la lona K1 instalada en su interior.

El dispositivo de rociamiento de agua a alta presién 13a es un dispositivo para rociar agua a alta presion directamente
hacia la lona K1 dentro de la parte de cono 13.

En este momento, en el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a, el agua a alta presion se rocia en la
direccion desde el lado corriente abajo al lado corriente arriba. Por lo tanto, las manchas adheridas a la lona K1 se pueden
extrudir de manera eficiente.

Mas especificamente, el angulo 62 hecho por la direccion de rociamiento del agua a alta presion y la direcciéon de
transporte de la lona K1 se establece preferentemente en un intervalo de 90 a 150°. Cuando el angulo 62 es menor que
90°, las manchas adheridas a la lona K1 pueden ser intrusas en el interior de la lona K1 al presionarse por el agua a alta
presion en comparacion con el caso en el que el angulo 62 se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente,
y cuando el angulo 62 excede 150°, solo el agua a alta presion puede rebotar, sin extrudir las manchas en comparacion
con el caso en el que el angulo 62 se encuentra dentro del rango mencionado anteriormente.

La figura 6(a) es una vista en perspectiva que muestra un dispositivo de rociamiento de agua a alta presién en un
dispositivo de limpieza de lona relacionado con la presente realizacion, y la figura 6(b) es una vista en seccién transversal
tomada al cortar longitudinalmente el dispositivo de rociamiento de agua a alta presién a lo largo de la direccidn
longitudinal.

Como se muestra en la figura 6(b), el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a se proporciona con una
pluralidad de boquillas de agua a alta presién 13a1.

El dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a esta provisto de cinco boquillas de agua a alta presion 13af.

Ademas, el numero Nn de las boquillas de agua a alta presion 13a1 en el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion
13a se establece preferentemente a 2 a 7. Cuando el numero Nn de las boquillas de agua a alta presion 13a1 es menor
que 2, el ancho capaz de limpieza se vuelve menor en comparacion con el caso en el que el nimero Nn de las boquillas
de agua a alta presion 13a1 se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, y se plantea una desventaja en
que la eficiencia de rociamiento del agua a alta presion empeora, en tanto que en el caso en el que el nimero Nn de las
boquillas de agua a alta presion 13al excede 7, el dispositivo se vuelve voluminoso en comparacion con el caso en el que
el nimero Nn de las boquillas de agua a alta presion 13a1 se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente,
y se plantea una desventaja en que la fuerza de impacto del agua a alta presién rociada de cada una de las boquillas de
agua a alta presion 13a1 se vuelve facilmente desigual.

El diametro de orificio gn de la boquilla de agua a alta presion 13a1 se establece preferentemente a 0,1 a 0,2 mm. Cuando
el diametro de orificio @n es menor que 0,1 mm, el ancho capaz de limpieza se vuelve menor en comparacion con el caso
en el que el didmetro de orificio @n se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, y se plantea una
desventaja en que la eficiencia de rociamiento del agua a alta presion empeora, en tanto que en el caso cuando el didmetro
de orificio gn excede 0,2 mm, se plantea una desventaja en que la fuerza de impacto del agua a alta presion soplada de
cada una de las boquillas de agua a alta presion 13a1 tiende a debilitarse en comparacion con el caso en el que el didmetro
de orificio @n se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente.
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Como se muestra en la figura 5 nuevamente, la parte de cono 13 tiene el dispositivo generador de presién negativa 13b
para establecer el interior de la parte de cono 13 a una presién negativa instalada dentro de la misma en el lado superior
que el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a en su interior.

En el dispositivo generador de presion negativa 13b, al permitir que el aire de uso de vacio fluya de forma inversa en una
direccion de flecha A por un compresor, asi como al cambiar el area de seccién transversal del flujo, el interior de la parte
de cono 13 ubicada debajo del dispositivo se establece a una presion negativa (efecto Venturi). Por lo tanto, se aspira el
agua a alta presion rociada desde el dispositivo de rociamiento de agua a alta presiéon 13a y las manchas extrudidas por
el agua a alta presion. Ademas, el agua a alta presion y las manchas asi succionadas se recuperan a través de la parte
de guardar todo mencionada anteriormente 20.

La parte de cono 13 tiene una estructura que se corta de modo que una parte de extremo 131 en el lado inferior de la
misma se hace en paralelo con la lona K1. Por lo tanto, la parte de extremo 131 en el lado inferior de la parte de cono 13
se hace cerca de la lona K1 tanto como sea posible para que la succién de humedad y manchas de la superficie de la
lona K1 se pueda llevar a cabo de manera eficiente.

Ademas, como se describid anteriormente, dado que la parte de cono se dispone para inclinarse con respecto a la lona
K1, el area de la parte de apertura de la parte de extremo 131 de la parte de cono 13 se puede hacer mas grande tanto
como sea posible.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, en la parte de abertura de la parte de extremo de la parte de cono 13, el diametro
Wd (ver, figura 4) en la direccion de ancho en la seccién transversal perpendicular a la direccion longitudinal de la parte
de cono 13 se establece preferentemente en 0,04 a 0,5 m, y mas preferentemente se establece a 0,04 a 0,07 m. Cuando
el diametro Wd es menor que 0,04 m, el ancho capaz de limpieza se vuelve menor en comparacion con el caso en el que
el diametro Wd se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, con el resultado de que se plantea una
desventaja en que la eficiencia de limpieza empeora, en tanto que cuando el diametro Wd excede 0,5 m, se plantea una
desventaja en que la fuerza de succién de humedad y manchas por el dispositivo generador de presion negativa 13b se
vuelve insuficiente en comparacion con el caso en el que el diametro Wd se encuentra dentro del intervalo mencionado
anteriormente.

Como se muestra en la figura 3 de nuevo, en el dispositivo de limpieza de lona 100, una parte de brazo auxiliar 17 que se
extiende al lado corriente abajo de la parte de cono 13 se une a la parte de cono correspondiente 13.

Ademas, a la punta de la parte de brazo auxiliar 17, se une la cuchilla de aire 18 para soplar aire a la lona K1.

En la cuchilla de aire 18, el aire se sopla en una direccion del lado corriente arriba al lado corriente abajo. Por lo tanto, la
humedad contenida en la lona K1 se puede eliminar de manera eficiente.

Mas especificamente, el angulo 83 hecho por la direccion de soplado del aire y la direccion de transporte de la lona K1 se
establece preferentemente en un intervalo de 60 a 90°. En el caso cuando el angulo 63 es menor que 60°, dado que la
llegada de aire a la lona K1 se interviene con un flujo de cocorriente, la humedad contenida en la lona K1 no puede
eliminarse lo suficiente en algunos casos en comparacion con el caso en el que el angulo 83 se encuentra dentro del
intervalo mencionado anteriormente, en tanto que cuando el angulo 63 excede 90°, las manchas y la humedad que se
han soplado pueden adherirse al exterior de la cuchilla de aire 18 y la parte de cono 13 en comparacién con el caso en el
que el angulo 83 se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente. Ademas, cuando se acumula la adhesién
de manchas, las manchas se pueden desprender y adherir a la lona.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, la distancia H mas corta entre la lona K1 y la punta de la cuchilla de aire 18 se
establece preferentemente a 10 a 20 mm. Cuando la distancia mas corta H es menor que 10 mm, las manchas y la
humedad que se han soplado se pueden adherir al exterior de la cuchilla de aire 18 y la parte de cono 13 en comparacion
con el caso en el que la distancia mas corta H se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, en tanto que
cuando la distancia mas corta H excede 20 mm, el aire que se va a soplar se puede intervenir con un flujo de cocorriente
antes de la llegada a la lona K1 en comparacion con el caso en el que la distancia méas corta H se encuentra dentro del
intervalo mencionado anteriormente.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, la cuchilla de aire 18 se coloca en una posiciéon donde ningun rodillo guia KR
se ubica en la linea de extensién en la direccidon de soplado de aire de la cuchilla de aire 18. Es decir, para no hacer que
la linea de extension en la direccion de soplado de aire de la cuchilla de aire 18 se superponga con el rodillo guia KR, se
ajusta la longitud de la parte de brazo auxiliar 17 y la direccién de soplado de aire de la cuchilla de aire 18. Por lo tanto,
dado que se permite que el aire pase a través de la lona K1, la humedad de la lona K1 se puede soplar de manera mas
eficiente.

La figura 7 es una vista de despiece realizada al cortar una cuchilla de aire del dispositivo de limpieza de lona relacionado
con la presente realizacién en la direccion superficial de la cuchilla de aire.

Como se muestra en la figura 7, la cuchilla de aire 18 se proporciona con una boquilla de soplado 18a1 capaz de soplar

10



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES2934962 T3

aire y una pluralidad de hendiduras 18a2 desde las cuales se descarga aire.

Ademas, se ensancha un pasaje de flujo desde la boquilla de soplado 18a1 hacia la hendidura 18a2 en el lado de parte
de abertura. Por esta razon, la cuchilla de aire 18 es capaz de soplar aire con un amplio rango con respecto a la lona K1.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, el ancho de soplado de aire Wa (ver figura 4) en la lona K1 de aire a través del
cual la cuchilla de aire 18 sopla aire instantaneamente se hace preferentemente para satisfacer la siguiente relacion: Wd
< Wa con respecto al diametro Wd en la direccidon de ancho en la seccién transversal perpendicular a la direccién
longitudinal de la parte de cono. En este caso, después de la limpieza por la parte de cono 13, la humedad que permanece
en la lona se puede soplar de forma positiva.

Como se muestra en la figura 3 de nuevo, en el dispositivo de limpieza de lona 100, una parte de brazo 15 se extiende
desde la primera parte de deslizamiento 11a de la parte de base 11 al lado corriente abajo.

Ademas, un dispositivo de boquilla 16 para rociar solucion quimica sobre la lona K1 se une a la punta de la parte de brazo
15.

En el dispositivo de boquilla 16, la solucién quimica se rocia en una direccién del lado corriente arriba al lado corriente
abajo.

Mas especificamente, el angulo 84 hecho por la direccion de rociamiento de la solucion quimica y la direccién de transporte
de la lona K1 se establece preferentemente en un intervalo de 30 a 80°. En el caso cuando el angulo 84 es menor que
30°, dado que la llegada de la solucién quimica a la lona K1 se interviene por un flujo de cocorriente, la solucién quimica
no se puede aplicar lo suficiente a la lona K1 en algunos casos en comparacion con el caso en el que el angulo 64 se
encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, y cuando el angulo 84 excede 80°, la solucién quimica rociada
sobre la misma se puede penetrar en la cara trasera de la lona K1 para causar una falla en la aplicacion de la solucién
quimica de manera eficiente a la superficie de la lona K1 en algunos casos, en comparacion con el caso en el que el
angulo 64 se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, la distancia L desde una parte de contacto en la que la lona K1 se libera del
rodillo guia KR a una posicion en la que el dispositivo de boquilla 16 rocia soluciéon quimica sobre la lona K1 se establece
preferentemente a 200 a 1000 mm. Cuando la distancia L es menor que 200 mm, se plantea una desventaja en que la
solucién quimica rociada penetra facilmente en el lado trasero de la lona K1 mediante una presiéon negativa generada
cuando la lona K1 se libera del rodillo guia KR, en comparacién con el caso en el que la distancia L se encuentra dentro
del intervalo mencionado anteriormente, en tanto que en el caso cuando la distancia L excede 1000 mm, las manchas se
pueden re-adherir entre la parte de cono 13 y el dispositivo de boquilla 16, en comparacion con el caso en el que la
distancia L se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente.

La figura 8(a) es una vista lateral que muestra un dispositivo de boquilla de un dispositivo de limpieza de lona relacionado
con la presente realizacion, la figura 8(b) es una vista superior de la figura 8(a), y la figura 8(c) es una vista transversal
tomada a lo largo de la linea X-X de la figura 8(a).

Como se muestra en la figura 8(a), la figura 8(b) y la figura 8(c), el dispositivo de boquilla 16 se proporciona con una parte
de boquilla de soluciéon quimica 16a para rociar la solucion quimica, un par de partes de boquilla de aire 16b formadas
para intercalar la parte de boquilla de solucién quimica 16a vy las partes de soporte 16C en los dos lados para sostenerlas.

Ademas, una abertura de boquilla de solucién quimica 16a1 formada en la parte de boquilla de soluciéon quimica 16a y
aberturas de boquilla de aire 16b1 formadas respectivamente en un par de partes de boquilla de aire 16b se disponen a
lo largo de la direccién de transporte de la lona K1.

En el dispositivo de boquilla 16, el aire rociado de la abertura de boquilla de aire 16b1 en el lado corriente arriba bloquea
un flujo de cocorriente que acompana al transporte de la lona K1, y ejerce una funcién para suprimir la soluciéon quimica
a la que se aplica aire soplado de la abertura de boquilla de aire 16b1 en el lado corriente abajo a partir de la dispersion.
Por esta razén, al rociar la solucion quimica desde la abertura de boquilla de solucién quimica 16a1 intercalada entre las
aberturas de la boquilla de aire 16b1 en los dos lados, se permite que la solucién quimica alcance eficientemente la lona
K1, y se evita que la solucion quimica asi alcanzada se disperse. Con estas disposiciones, el dispositivo de boquilla 16
hace posible aplicar de manera eficiente la soluciéon quimica a la lona K1.

Como se muestra en la figura 8(c), en el dispositivo de boquilla 16, se forma un paso de flujo de aire 16b2 a través del
cual pasa el aire que se soplara de la abertura de boquilla de aire 16b dentro de la parte de boquilla de aire 16b. Es decir,
el paso de flujo de aire 16b2 se comunica con las multiples aberturas de boquilla de aire 16b1 de la parte de boquilla de
aire 16.

En el dispositivo de boquilla 16, el area de seccion transversal minima Sa del paso de flujo de aire 16b2 se establece

preferentemente a 4 a 15 mm?2. Cuando el area de seccion transversal minima Sa es menor que 4 mm?, se plantean
desventajas en que el flujo de aire se deteriora y la presidon dentro del pasaje de flujo de aire 16b2 se vuelve

11



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES2934962 T3

extremadamente alta, en comparacion con el caso en el que el area de seccién transversal minima Sa se encuentra en el
intervalo mencionado anteriormente, en tanto que cuando el area de seccion transversal minima Sa excede 15 mm?, el
aire no se puede soplar con suficiente fuerza en algunos casos, en comparacion con el caso en el que el area de seccién
transversal minima Sa se encuentra en el intervalo mencionado anteriormente.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, el ancho de soplado de soluciéon quimica Wc (ver, figura 4) en la lona K1 de
solucién quimica soplada instantaneamente por el dispositivo de boquilla 16 se establece preferentemente en un intervalo
de 0,015 a 0,2 m, y mas preferentemente, de 0,015 a 0,04 m. En el caso cuando el ancho de soplado de solucién quimica
Wc es menor que 0,015 m, ya que el ancho capaz de aplicar la solucidon quimica se vuelve menor, en comparacion con el
caso en el que el ancho de soplado de solucion quimica Wc se encuentra en el rango mencionado anteriormente, se
plantea una desventaja en que la eficiencia de limpieza se deteriora, en tanto que en el caso cuando el ancho de soplado
de solucion quimica Wc excede 0,2 m, ya que la cantidad de soplado de la solucion quimica se vuelve menor, en
comparacion con el caso en el que el ancho de soplado de solucién quimica Wc se encuentra en el intervalo mencionado
anteriormente, se puede producir irregularidad.

En relacién con el ancho de soplado de aire Wa en la lona K1 de aire soplado instantaneamente por la cuchilla de aire 18,
el ancho de soplado de solucidon quimica Wc se hace preferentemente para satisfacer la siguiente relacion: Wc < Wa. En
este caso, dado que el dispositivo de boquilla aplica de forma positiva la soluciéon quimica a una porcién de la cual se ha
soplado la humedad que permanece en la lona, los efectos derivados de la solucién quimica se pueden ejercer de manera
suficiente.

Ademas, el diametro Wd en la direccién de ancho de la parte de cono 13 mencionada anteriormente y el ancho de soplado
de solucion quimica Wc se hacen preferentemente para satisfacer la siguiente relacion: Wec < Wd. De esta manera, al
hacer que el diametro Wd en la direccién de ancho de la parte de cono 13 sea mayor que el ancho de soplado de solucién
quimica Wc, se hace posible aplicar la soluciéon quimica a una porcién que se ha limpiado positivamente.

Por lo tanto, en el dispositivo de limpieza de lona 100, al satisfacer la relaciéon anteriormente mencionada, la solucion
quimica se puede aplicar a la lona K1 en un estado en el que se han eliminado manchas y humedad de manera mas
suficiente.

Con respecto a la solucién quimica que se va a rociar del dispositivo de boquilla 16, se puede enumerar una composicion
de agente preventivo de manchas, una composicién de agente separador, una composiciéon de agente de limpieza o
similares.

Entre estos, la solucién quimica se establece preferentemente como la composicion de agente preventivo de manchas
que contiene al menos un agente preventivo de manchas y agua. En este caso, se hace posible impedir que el polvo de
papel y brea contenidos en papel humedo se adhieran a los rodillos de secador.

El agente preventivo de manchas preferentemente contiene al menos un tipo seleccionado del grupo que consiste en
aceite de silicona modificado con amino, aceite de silicona modificado con epoxi, aceite de silicona modificado con poliéter,
polibuteno, aceite vegetal y aceite de éster sintético, y mas preferentemente contiene aceite de silicona modificado con
amino o aceite de éster sintético.

En este caso, cuando el agente preventivo de manchas contiene al menos un tipo de aceite a base de silicona
seleccionado del grupo que consiste en aceite de silicona modificado con amino, aceite de silicona modificado con epoxi
y aceite de silicona modificado con poliéter, el pH se establece preferentemente en un intervalo de 3,0 a 6,5, y méas
preferentemente, en un intervalo de 3,0 a 6,0.

Ademas, en este caso, el diametro mediano se establece preferentemente en un intervalo de 0,05 a 1,2 ym.

Ademas, en este caso, la viscosidad se establece preferentemente a 1000 mP = s 0 menos y mas preferentemente, a 100
mP = s 0 menos.

Ademas, el potencial zeta se establece preferentemente a 23 a 80 mV.

Por otro lado, en el caso cuando el agente preventivo de manchas contiene al menos un tipo de aceite a no base de
silicona seleccionado del grupo que consiste en polibuteno, aceite vegetal y aceite de éster sintético, el pH se establece
preferentemente a 8,5 a 10,5.

En este caso, el diametro mediano se establece preferentemente a 0,05 a 1,2 um.

Ademas, en este caso, la viscosidad se ajusta preferentemente a 100 mP = s 0 menos.

Ademas, en este caso, el potencial zeta se establece preferentemente a -80 a -15 mV.

Ademas, el valor absoluto del potencial zeta de la solucidon quimica se establece preferentemente a 3 a 100 mV y mas
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preferentemente a 20 a 80 mV. En el caso cuando el valor absoluto del potencial zeta es menor que 3 mV, ya que la
fuerza de adsorcion sobre la lona K1 de solucién quimica se vuelve menor en comparacion con el caso en el que el valor
absoluto del potencial zeta se encuentra en el intervalo mencionado anteriormente, la cantidad de solucion quimica que
queda en la lona K1 se puede volver insuficiente, en tanto que en el caso cuando el valor absoluto del potencial zeta
excede 100 mV, ya que la fuerza de adsorcion sobre la lona K1 de la solucién quimica se vuelve mayor en comparacion
con el caso en el que el valor absoluto del potencial zeta se encuentra en el intervalo mencionado anteriormente, la
cantidad de solucion quimica que queda en la lona K1 se vuelve demasiada, con el resultado de que la lona K1
correspondiente se puede tefiir por componentes sélidos contenidos en la propia solucién quimica.

Después, se dara una explicacion sobre el método de limpieza de una lona en la que se utiliza el dispositivo de limpieza
de lona 100 mencionado anteriormente.

En el método de limpieza de lona, la cantidad de agua de suministro Qw de agua a alta presién que se va a rociar por el
dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a se establece preferentemente a 500 a 5000 ml/min, y mas
preferentemente, a 500 a 1500 ml/min. En el caso cuando la cantidad de agua de suministro Qw es menor que 500 ml/min,
se plantea una desventaja en que las manchas adheridas a la lona K1 no se excluyen lo suficiente en comparacién con
el caso en el que la cantidad de agua de suministro Qw se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, en
tanto que en el caso cuando la cantidad de agua de suministro Qw excede 5000 ml/min, se plantea una desventaja en
que la humedad que permanece en la lona K1 se vuelve excesiva en comparacion con el caso en el que la cantidad de
agua de suministro Qw se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, con el resultado de que se puede
reducir la eficiencia de succion.

En el método de limpieza de lona, la presion de agua del agua a alta presién que se va a rociar por el dispositivo de
rociamiento de agua a alta presioén 13a se establece preferentemente a 15 a 45 MPa y mas preferentemente a 15 a 30
MPa. En el caso cuando la presién de agua es menor que 15 MPa, la extrusidon de manchas por el rociamiento de agua a
alta presion se puede volver insuficiente en algunos casos en comparacién con el caso en el que la presién de agua se
encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, en tanto que en el caso cuando la presion de agua excede 45
MPa, la pelicula de recubrimiento por la solucidon quimica formada en la lona K1 se puede dafar en comparacién con el
caso en el que la presion de agua se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente. Ademas, la pelicula de
recubrimiento formada por la solucién quimica significa una pelicula de recubrimiento, que se forma al rociar la solucién
quimica a través del dispositivo de boquilla 16, y cuando, después de la formacién de la pelicula de recubrimiento, la lona
K1 hace un giro y se devuelve nuevamente al dispositivo de limpieza de lona 100, que también permanece en la lona K1.

En el método de limpieza de lona, el impacto F del agua a alta presion que se va a rociar por el dispositivo de rociamiento
de agua a alta presion 13a se establece preferentemente a 160 a 500 g. En el caso cuando el impacto F es menor que
160g, se plantea una desventaja en que la fuerza para rociar el agua a alta presion se vuelve insuficiente, lo que provoca
que la extrusion de manchas adheridas a la lona K1 se vuelva insuficiente, en comparacién con el caso en el que el
impacto F se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente, en tanto que en el caso cuando el impacto F
excede 500g, la pelicula de recubrimiento por la solucién quimica formada en la lona K1 se puede dafiar en comparacién
con el caso en el que el impacto F se encuentra dentro del intervalo mencionado anteriormente.

En el dispositivo de limpieza de lona 100, el impacto F, asi como el diametro de orificio mencionado anteriormente gn de
la boquilla de agua a alta presién 13a1 y el numero Nn de las boquillas, satisfacen preferentemente la siguiente relacion:
2 <F x (gn/2)?2 ™ x Nn < 15. En este caso, al rociar agua a alta presion, el impacto que se aplicara a la lona K1 se establece
a un valor apropiado. Es decir, las manchas adheridas a la lona K1 se pueden extrudir suficientemente, y también es
posible impedir que se dafie la lona K1.

En el método de limpieza de lona, la cantidad de recuperacion Qa de agua a alta presién (humedad) dada por el dispositivo
generador de presion negativa 13b se establece preferentemente a 200 a 4850 ml/min, mas preferentemente, a 200 a
1455 ml/min, y mas preferentemente, a 400 a 1350 ml/min. En el caso cuando la cantidad de recuperacion Qa es menor
que 200 ml/min, mucha humedad puede permanecer en la lona K1 en comparacién con el caso en el que la cantidad de
recuperacion Qa se encuentra en el intervalo mencionado anteriormente, en tanto que en el caso cuando la cantidad de
recuperacion Qa excede 4850 ml/min, la lona K1 en si misma se puede succionar para adherirse al cono, y se puede
dafiar, en comparacion con el caso en el que la cantidad de recuperacion Qa se encuentra en el intervalo mencionado
anteriormente.

En el método de limpieza de lona, la cantidad aplicada (cantidad de componente efectivo) Qc del componente efectivo de
solucién quimica por el dispositivo de boquilla 16 se establece preferentemente a 150 a 20.000 mg/min. En el caso cuando
la cantidad aplicada Qc es menor que 150 mg/min, los efectos derivados de la solucidon quimica se pueden no ejercer
suficientemente en algunos casos, en comparacion con el caso en el que la cantidad aplicada Qc se encuentra en el
intervalo mencionado anteriormente, en tanto que cuando la cantidad aplicada Qc excede 20.000 mg/min, la solucion
quimica en si misma se puede solidificar para causar manchas en comparacion con el caso en el que la cantidad aplicada
Qc se encuentra en el intervalo mencionado anteriormente.

Ademas, en la presente especificacion, "componente efectivo” se refiere a un componente de la composicion de la soluciéon
quimica de la cual se excluye el agua, y "cantidad de componente efectivo" se refiere a la masa total del componente de
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la cual se excluye el agua.

En el método de limpieza de la lona, la cantidad de agua Qn que se va a retirar mediante la cuchilla de aire 18 de agua
(agua a alta presion) rociada sobre la lona desde el dispositivo de rociamiento de agua a alta presién 13a se establece
preferentemente a 200 a 1455 ml/min. En el caso cuando la cantidad de agua Qn que se va a retirar es menor que 200
ml/min, existe mucha humedad contenida en la lona, que falla al mantener de forma suficiente la solucién quimica que se
va a aplicar a la lona en algunos casos, en comparacion con el caso en el que la cantidad de agua Qn que se va a retirar
se encuentra en el intervalo mencionado anteriormente, en tanto que la cantidad de agua Qn que se va a retirar excede
1455 ml/min, se puede dafar la lona.

En este caso, la cantidad de agua de suministro Qw, la cantidad de recuperacién Qa y la cantidad aplicada Qc satisfacen
preferentemente la siguiente relacion:

Qw-Qa/Qc=<25

Ademas, la cantidad de agua de suministro Qw, la cantidad de recuperacion Qa, la cantidad de agua eliminada Qn y la
cantidad aplicada Qc satisfacen preferentemente la siguiente relacion:

Qw-Qa-Qn/Qc<15
En estos casos, los efectos derivados de la solucién quimica se pueden ejercer de manera suficiente.

La figura 9(a) y la figura 9(b) son vistas de desarrollo correspondientes a un giro de la lona, que explican una relacion
entre el diametro en la direccidon de ancho de la parte de cono y la distancia a través de la cual el dispositivo de limpieza
de lona se desliza en el dispositivo de limpieza de lona de acuerdo con la presente realizacion.

Por ejemplo, como se muestra en la figura 9(a), en el caso cuando el diametro Wd en la direccién de ancho de la parte de
cono 13 es mayor que la distancia W a través de la cual la parte de base 11 (parte de cono 13) se desliza en tanto que la
lona K1 hace un giro, las regiones para eliminar manchas se superponen entre si. Por otro lado, como se muestra en la
figura 9(b), en el caso cuando el diametro Wd en la direccion de ancho de la parte de cono 13 es menor que la distancia
W a través de la cual la parte de base 11 (parte de cono 13) se desliza en tanto que la lona K1 hace un giro, se genera
un espacio entre las partes de rociamiento mutuas.

Por lo tanto, la distancia W a través de la cual la parte de base 11 del dispositivo de limpieza de lona 100 se desliza en
tanto que la lona K1 hace un giro satisface preferentemente la siguiente relacion con respecto al diametro Wd mencionado
anteriormente:

0,01Wd = W < 3Wd y mas preferentemente satisface la siguiente relacion: 0,8Wd < W < 3Wd. En este caso, las regiones
mutuas para eliminar manchas no se superponen entre si tanto como sea posible para que sea posible evitar que se
genere el espacio tanto como sea posible. Ademas, al permitir que se satisfaga la relacion Wd = W, el proceso de
rociamiento de agua a alta presion por el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion 13a y el proceso de succion
por el dispositivo generador de presion negativa 13b se pueden llevar a cabo de manera uniforme en toda la lona K1.

Después, se dara una explicacion sobre un mecanismo de limpieza de lona proporcionado con el dispositivo de limpieza
de lona 100 mencionado anteriormente.

El mecanismo de limpieza de lona se proporciona con al menos el dispositivo de limpieza de lona 100 y la caja de
recuperacion 21. Es decir, en el mecanismo de limpieza de lona, el dispositivo de limpieza de lona 100 y la caja de
recuperacion 21 forman un conjunto.

En el mecanismo de limpieza de lona, el dispositivo de limpieza de lona 100 se proporciona con la parte de cono 13 que
se instala en una posicion opuesta al rodillo guia KR con la lona K1 interpuesta entre los mismos.

Por otro lado, la caja de recuperacion 21 se instala debajo del rodillo guia KR.

La caja de recuperacién 21 tiene una forma de caja que se extiende en la direccién de ancho de la lona, con su superficie
superior abierta.

Ademas, en la pared inferior de la caja de recuperacion 21, se forma una abertura de agua de drenaje, y la pared inferior
se inclina ligeramente para guiar el agua que se va a recuperar hacia la abertura de agua de drenaje.

En el mecanismo de limpieza de lona, cuando el dispositivo de limpieza de lona 100 rocia agua a alta presién sobre la
lona K1, el agua que ha pasado a través de la lona K1 cae a través del rodillo guia KR.

Ademas, el agua caida se aloja en la caja de recuperacion 21 debajo del rodillo guia KR, y también se descarga desde la
abertura de agua de drenaje guiada hacia la pared inferior.

14



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES2934962 T3

En el mecanismo de limpieza de lona, dado que se instala el dispositivo de limpieza de lona 100, se pueden obtener los
efectos mencionados anteriormente, y dado que se instala la caja de recuperacion 21, se evita que el agua caida del
rodillo guia KR se adhiera al papel humedo X y otras porciones.

Como se describié anteriormente, se ha dado una explicacidn sobre realizaciones preferidas de la presente invencion; sin
embargo, no se pretende que la presente invencion se limite a las realizaciones mencionadas anteriormente.

En el dispositivo de limpieza de lona 100 relacionado con la presente realizacion, el proceso de limpieza se lleva a cabo
en la lona K1 que se muestra en la figura 1; sin embargo, el proceso de limpieza se puede llevar a cabo en la lona K2, y
el proceso de limpieza se puede llevar a cabo en ambas lonas.

Ademas, con respecto a las lonas K1y K2, se puede instalar una pluralidad de dispositivos de limpieza de lona 100.

El dispositivo de limpieza de lona 100 relacionado con la presente realizacion se hace deslizable a lo largo de la primera
parte de riel 1y la segunda parte de riel 2; sin embargo, esto se puede hacer deslizable a lo largo de al menos cualquiera
de las partes de riel. Ademas, no se requiere necesariamente que la parte de riel se una a la parte de viga 10 o la parte
de guardar todo 20, y no se requiere necesariamente la presencia o ausencia de la parte de viga 10 y la parte de guardar
todo 20.

En el dispositivo de limpieza de lona 100 relacionado con la presente realizacion, la parte de base 11 esta constituida por
la primera parte de deslizamiento 11a, la segunda parte de deslizamiento 11b y el soporte 11c; sin embargo, no se
pretende que la presente invencién se limite a esta estructura. Es decir, puede ser al menos deslizable a lo largo de la
parte de riel, y la parte de cono 13 y el dispositivo de boquilla 16 se pueden conectar a esta directa o indirectamente.

En el dispositivo de limpieza de lona 100 relacionado con la presente realizacion, el dispositivo generador de presion
negativa 13b se une a la parte de cono 13; sin embargo, esta estructura no es necesariamente necesaria.

De la misma manera, en el dispositivo de limpieza de lona 100, se une la cuchilla de aire 18; sin embargo, esto no es
necesariamente necesario.

En el dispositivo de limpieza de lona 100 relacionado con la presente realizacion, la parte de brazo auxiliar 17 se une a la
parte de cono 13; sin embargo, en lugar de la parte de cono 13, esta se puede unir a la parte de base 11, o se puede unir
a la parte de brazo 15.

En el mecanismo de limpieza de lona relacionado con la presente realizacién, como se muestra en la figura 1, la caja de
recuperacion 21 se instala en una porcion del rodillo guia KR; sin embargo, una pluralidad de ellos se puede instalar en
una pluralidad de porciones.

Aplicabilidad industrial

El dispositivo de limpieza de lona 100 relacionado con la presente invencién se utiliza como un dispositivo para limpiar
una lona que se va a utilizar en una parte de secado de una maquina de papel en tanto que se transporta la lona.

De acuerdo con el dispositivo de limpieza de lona 100 de la presente invencion, se evita que las manchas se re-adhieran
en la medida de lo posible, y la lona se puede limpiar de manera eficiente.

Lista de signos de referencia

1...parte de riel (primera parte de riel),
10...parte de viga,

11...parte de base,

11a...primera parte de viga,

11b...segunda parte de viga,

13...parte de cono,

131...parte de extremo,

13a...dispositivo de rociamiento de agua a alta presion,
13a1...boquilla de agua a alta presion,
13b...dispositivo generador de presién negativa,
15...parte de brazo,

16...dispositivo de boquilla,

16a...parte de boquilla de solucién quimica,
16a1...abertura de boquilla de solucién quimica,
16B...parte de boquilla de aire,

16b1...abertura de boquilla de aire,
16b2...pasaje de flujo de aire,

16C...parte de soporte,
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17...parte de brazo auxiliar,

18...cuchilla de aire,

18a1...boquilla de rociamiento,
18a2...hendidura,

100...dispositivo de limpieza de lona,

2...parte de riel (segunda parte de riel),
20...parte de guardar todo,

21...caja de recuperacion,

B...rodillo de pila separadora,

C...rodillo de calandrado,

DP...parte de controlador,

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8...rodillo de secador
H...distancia mas corta,

K1, K2...lona,

KR...rodillo guia,

L, W...distancia,

Wa...ancho de rociamiento de aire,

Wec...ancho de rociamiento de solucién quimica,
Wd...diametro en la direccién de ancho de la parte de cono,
X...papel humedo,

01, 62, 83, 64...angulo
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REIVINDICACIONES

1. Un dispositivo de limpieza de lona (100) para limpiar una lona (K1, K2) de una maquina de papel en tanto que se
transporta la lona (K1, K2), que comprende:

una parte de base (11) que se puede deslizar a lo largo de una parte de riel (1) que se extiende en la direccion de ancho
de lalona (K1, K2);

una parte de cono (13) que se une a la parte de base (11) para extenderse directamente;

un dispositivo de rociamiento de agua a alta presién (13a) para rociar agua a alta presion sobre la lona (K1, K2) formada
dentro de la parte de cono (13);

una parte de brazo (15) que se forma para extenderse en un lado corriente abajo de la parte de base (11); y

un dispositivo de boquilla (16) que se une a la punta de la parte de brazo (15) y utilizado para rociar una solucién quimica
sobre la lona (K1, K2),

donde la parte de cono (13) y el dispositivo de boquilla (16) se disponen directamente a lo largo de la direcciéon de
transporte, el dispositivo de boquilla (16) se coloca en el lado corriente abajo de la parte de cono (13); y

dentro de la parte de cono (13), el agua a alta presion se rocia sobre la lona (K1, K2) desde el dispositivo de rociamiento
de agua a alta presién (13a);

caracterizado porque el dispositivo de boquilla (16) comprende una parte de boquilla de solucién quimica (16a) para rociar
una solucién quimica y un par de partes de boquilla de aire (16b) formadas para intercalar la parte de boquilla de solucién
quimica (16a), y

donde la parte de boquilla de solucion quimica (16a) y el par de partes de boquilla de aire (16b) se disponen directamente
a lo largo de la direccién de transporte.

2. El dispositivo de limpieza de lona (100) de acuerdo con la reivindicaciéon 1, donde la parte de cono (13) se instala en
una posicién opuesta a un rodillo guia (KR) para guiar la lona (K1, K2), con la lona que se interpone entre los mismos, y
la distancia desde una parte de contacto en la que la lona (K1, K2) se libera del rodillo guia (KR) a una posicién en la que
el dispositivo de boquilla (16) rocia la solucidon quimica sobre la lona (K1, K2) se establece a 200 a 1000 mm.

3. El dispositivo de limpieza de lona (100) de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, donde un dispositivo generador de
presion negativa (13b) para establecer el interior de la parte de cono (13) a una presion negativa se instala adicionalmente,
y dentro de la parte de cono (13), se rocia agua a alta presién desde el dispositivo de rociamiento de agua a alta presion
(13a) sobre la lona (K1, K2), con el agua a alta presién que se aspira por el dispositivo generador de presiéon negativa
(13b).

4. El dispositivo de limpieza de lona (100) de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, que comprende ademas:

una parte de brazo auxiliar (17) unida a la parte de base (11), la parte de brazo (15) o la parte de cono (13); y

una cuchilla de aire (18) para soplar aire a la lona (K1, K2) unida a la punta de la parte de brazo auxiliar (17),

donde la parte de cono (13), la cuchilla de aire (18) y el dispositivo de boquilla (16) se disponen directamente a lo largo
de la direccién de transporte, con la cuchilla de aire (18) ubicada entre la parte de cono (13) y el dispositivo de boquilla
(16).

5. El dispositivo de limpieza de lona (100) de acuerdo con la reivindicacién 4, donde la parte de cono (13) tiene un diametro
Wd en la direccion de ancho en una seccién transversal perpendicular a la direccién longitudinal que se establece a 0,04
a 0,5 my el dispositivo de boquilla (16) tiene un ancho de rociamiento de solucion quimica Wc en la lona (K1, K2) de la
solucién quimica, que se rocia instantaneamente desde la misma, y se establece a 0,015 a 0,2 m, y el diametro Wd y el
ancho de rociamiento de solucién quimica Wc satisfacen la siguiente relacion: Wc < Wd.

6. Un método de limpieza de lona que utiliza el dispositivo de limpieza de lona (100) de acuerdo con la reivindicacion 3,
caracterizado porque la cantidad de agua de suministro Qw del agua a alta presion proporcionada por el dispositivo de
rociamiento de agua a alta presién (13a) se establece en un intervalo de 500 a 5000 ml/min, la cantidad de recuperacion
Qa del agua a alta presion proporcionada por el dispositivo generador de presion negativa (13b) se establece en un
intervalo de 200 a 4850 ml/min y la cantidad de aplicacion Qc de la solucién quimica por el dispositivo de boquilla (16) se
establece en un intervalo de 150 a 20.000 mg/min como una cantidad de componente efectivo, y la cantidad de agua de
suministro Qw, la cantidad de recuperacion Qa y la cantidad de aplicacién Qc satisfacen la siguiente relacién: (Qw - Qa)/Qc
< 25.

7. El método de limpieza de lona de acuerdo con la reivindicacion 6, donde la cantidad de agua Qn eliminada por la
cuchilla de aire (18) se establece en un intervalo de 200 a 1455 ml/, y suministra la cantidad de agua Qw, la cantidad de
recuperacion Qa, la cantidad de agua eliminada Qn y la cantidad de aplicacion Qc satisfacen las siguientes relaciones
(Qw - Qa - Qn)/Qc < 15.

8. El método de limpieza de lona de acuerdo con la reivindicacién 6 o 7, donde el diametro Wd en la direccion de ancho
en la seccion transversal perpendicular a la direccion longitudinal de la parte de cono (13) se establece en un intervalo de
0,04 a 0,5 m, y el diametro Wd y la distancia W a través de la cual la parte de base (11) se desliza en tanto que la lona
(K1, K2) hace un giro satisfacen la siguiente relacion: 0,01 Wd < W < 3Wd.
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9. Un mecanismo de limpieza de lona que comprende: el dispositivo de limpieza de lona (100) de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 5; y una caja de recuperacion (21) para recuperar el agua caida de los rodillos guia (KR) para
guiar la lona (K1, K2),

donde la caja de recuperacion (21) tiene una forma de caja que se extiende en la direccion de ancho de la lona (K1, K2),
con la superficie superior abierta, y la parte de cono (13) del dispositivo de limpieza de lona (100) se instala en una posicién
opuesta al rodillo guia (KR), con la lona (K1, K2) interpuesta entre los mismos, y la caja de recuperacion (21) se dispone
debajo del rodillo guia (KR).
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FIG.1
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FIG.4
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FIG.5
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FIG.6(a)

FIG.6(b)
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FIG.9 (a)
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